e OBERFLACHEN e MATERIALIEN ® VERBUNDE e OBERFLACHEN e MATERIALIEN  VERBUNDE ® OBERFLACHEN e MATERIALIEN o

Silikatisierung

INNOVENT
— Haftvermittlung, Hydrophilisierung, Funktionalisierung Technologieentwicklung
+ sauber, vielseitig, energieeffizient, kostengiinstig, robust Forschungsbereich

Unter Silikatisierung versteht man die Abscheidung nanoskaliger silikatartiger ~~ Primerund Chemische
. . . . . 1 . . . Oberfldchenbehandlung

Schichten auf Oberflachen. Diese gewdhnlich hydrophilen und energiereichen sili-

katischen Schichten bilden auf vielen Materialien eine ausgezeichnete Basis zum

Aufbau hochbelastungsfahiger Verbunde. So lassen sich beispielsweise Edelstdhle,

Titan, edelmetallhaltige und edelmetallfreie Dentallegierungen und viele weitere

Materialien unter Anwendung von Silikatisierungstechniken sehr hydrolysebestan-

d 1g u nd la ngzeltSta bil verkleben. Scherfestigkeiten von V2A-Verklebungen
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Neben den bekannteren Techni- ©nicht silikatisiert S
k . ilikatisi ittel T 30 (LICTIS] '_f" 'Sfe_r Beispiel furr die Haftungsverbesserung
en wie Sili atISIerung mittels S 5 B elektrosilikatisiert eines V2A-Klebeverbundes durch
FIamme, Plasma oder Strahlgut 2 50 Elektrosilikatisierung & Haftsilan -
. . v .
gibt es weitere Verfahren, welche 2 ;s | unbelastet & nach Kochwasserbelastung;
] . . . 3 Klebstoff: Epoxid-Amin;
sich aufgrund ihrer Eigenheiten T 1 Haftsilan: Formulierung auf Basis
fur bestimmte Anwendungsfille ¢ 3 & Glycidoxypropyltrimethoxysilan
. . 0
sehr vortellhaft einsetzen Iassen' ohne Belastung 5 h Kochwasserbelastung
Elektrosilikatisierung: Die Silikatisierung erfolgt ahnlich einem galvanischen Prozess o R
unter Mithilfe von elektrischem Strom in einem Tauchbad oder in einer Tampon- S| HO=$
. . . . . . . . . HO—3SI
galvanikanordnung. Ein Vorteil dieser Technik liegt darin, dass auch in tiefen durch- 7, HO OH
. . . - . OH OH
gehenden Bohrungen oder Sacklochern eine wirksame Silikatabscheidung erfolgen
kann, welche mit anderen Methoden kaum erreichbar ist. Die Substrate werden -
nicht temperaturbelastet.
Gasphasensilikatisierung: Diese Variante eignet sich hervorragend zur Silikatisie- F|< | F|<
rung groflerer Mengen von kleinen filigranen Teilen. Die Temperaturbelastung der Ho-ﬁi-d.fl;p-ﬁi-OH
Substrate betrigt etwa 200 °C. LOn T A
Lasersilikatisierung: Die Silikatisierung findet mittels Laser in einem Tauchbad statt.
Es ist eine sehr ortsgenaue Silikatisierung moglich. Passivschichten werden in situ Stbstrat
durch den Laser entfernt und durch die Silikatschicht ersetzt. Die behandelten Sub- . .

strate werden nicht temperaturbelastet.

HO—Sli—O—?i—OH

Unser Leistungsangebot: o 0

» Verfahrensauswabhl, Verfahrensentwicklung und Parameteroptimierung Substrat
» Auswahl und Optimierung von zugehorigen Haftsilanformulierungen Kovalente Anbindung
. . eines funktionellen Silans
» Machbarkeitsstudien (2.B. Haftvermittler) an
eine silikatisierte Ober-
» Labortests und Bemusterung fliche
» Beratung bei Auswahl und Einsatz von Silikatisierungstechniken

Kontakt:

INNOVENT e.V., Dr. Jérg LeuthaulRer, Priissingstr. 27 B, D-07745 Jena
Tel. +49 3641 282548; E-Mail: JL@innovent-jena.de

Internet: http://www.innovent-jena.de
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